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da, refiridéndose e la t4cnica como fo Ollbc( Clé;‘uP éute
sistems de foto-reproduccidn, wi superficie de impresicil’

se deriva por 12 occeidn de la luz sobre una cana fotomcnsis

‘hle, Ya primera etara del nroceso comsiste en prerarar thl

[
2
)
3

egensivilizada ol aplicar ung

O~

plancha de imnre 11

3

e
N

£

el

de material fotesensible sobre ung ldnina de base, cond

bilizada se somete luego a un vatrdén de 1dz¢ cuyo efecto’”
ez ocasionar un endurecimiento resinificacién de la 2L o
tosensible en la zonn atacada por la luz, Luego, la plandhi
expuesta se revela al disolver la parte sin endurecor e .18
capa fotosensivle dejardo limade a la hase una imagen eundu-

recida gue corresponde al patrdn de luz, La plancha se trata

‘con tinita que se adhiere a la imagen endurscida, pero nd &

las zonas de metal sin cubrir de la plancha que son oleofd-
bicags. Un grabador de goma se requiere norralmente para lim-
piar ias zonas de metal sin imagen y para mantenerlss em m
estado repelente a la tinta, Bl anterior tratamicnic cs co-
nocido como desensibilizacidén y el grabador de goma come
un desensibilizador. Finalmente, .la plancha se insertn en
una imprentay se producen copias impresas.

~ ILas primeras plaﬁchas de impresidn aresensibiliza~
das fueron formuladas usando un coloide bicromado tal como
gelatina o alblmina para 1a capa sensible 2 1la luz, la cuwal
se insolubilizs en presencia de lusz. Posteriorment‘, fuwaron
basados desarrollos sobre diazos sensibles a la luz del
tipo que sufren una inversidn de polaridad al exponerse s
radiscidn aectinica.

Recientemente, se ha centrado una gran atencidn

sobre sistemas fotopoliieros en donde una cava fotopolimeri-
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zable que contiene un fotosensibilizador y un compuesto mo~
némero se expone a luz actinica, por lo que el monémero su-
fre una polimerizacidén en las zonas expuestas, que luego consg=
tituyen las superficies de impfesién. Una plancha de impre-
sidn especialmente efectiva basada en fotopolimerizacidn se
menciona en la Patente de E,U,A, 3.376,138 y se describe con
mayor detalle en la patente de E,U, A, 3.462.26+ , en don=
de la capa sensible a la luz es un prepolimero sensibilizado
de un éster alilico que, sufre una reticulacidén en presencia
de radiacién actinica, formando por ello uwna imagen endureci-
da de fué}za y durabilidad notables. De hecho, cuando se uti-
liza, como superficie de impresién, semejante imagen, es ca-
paz de proveer desde 100,000 a 500,000 impresiones sin dete-
rioro apreciable, '

A¥Yn cuando es un adelanto decidido en la +técnica,
las planchas de impresidn basadas en procesos fotopolimeriza-
bles puede ser dificiles para desensibilizar, Es decir, es
muchas veces dificil efectuar una extraccidén limpia del re-
cubrimiento fotopolimerizable no endurecido en las zonas sin
exponer de la plancha, Apafentemente, atn después de fregar-
se complétamente durante el revelado, algo de la capa sin
exponer tiende a permanecer absorbida a la plancha de base.
Cuando occurre esto, es dificil obtener zonas sin imagen lim-
piar. Como consecuencia, la plancha puede producir copias
impresés que tienen dreas de fondo rayadas o sucias,

Manifiestamente,seria deseable cancelar las tenden=—

ciss de reyado y/o manchado de lag plahchas de impresién

~ litogrdficas derivadas de recubrimientos fotopblimerizables.

Se ha descubierto ahora gue pueden oblenerse exce-

lentes planchas de impresidén fotolitrogrédficas basadas en capas
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fotopolimerizebles y libres de tendencia al royado 7 mancoads

al usar un degensibilizador de goma deida en el que al %@r;

nos prris del deido es deido fluorhidrico ¥ que contiene

“wuna eaniidad menor de perdrido de hidrdocno.

A1 realizar la invencidn, nrimero se prepara vn Gle-

é
P d
SV

mento fotopolimerizable al aplicar un recubrimioente de poii-
e

nero fotosensibvle

b
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sobre vna plancha de base metdlica, BEi-
mento se exmone luego @ un patrén de luz para formar uné;i?
imsgen polimerizada cndurecida, las partes sin endureceren
las zonas sin exponer son disueltas y la plancha ravelaféjsé
desensibiliza Jueso con la comnosicidn desensibilizadoré‘ﬁe
deido fluorhidico y perdxido de hidrdgeno de la invencidn,Lla
plancha resultante se coloca entonces en una prensa y se pro-
duecen las coplas imprecas, lLas gopias gsi obtenidas egtdn
notablemente lihres de fondo manchado o sucio,

Cualguicr compuesto orgdnice insaturado fotopeli-
merizable, normalmcnte liquido o sélido, es aplicable en la
priictica de la invencidn, Con prefersnciz, estos compuestos
debven ssr etilénicarente insaturados, v.g., que contengan al
menos un doble enlace no aromatica entre dtomos de carbono
adyacentes. 1.0s compuestos varbicularmente convenientes soun
los compuestos fobopolimerizables de vinile o vinilideno que
contiensn wa gruno CH2=C activado por unidn directa a un
grupo negativo, 4l como haldgeno, C=0, G=N, CONH,, CEC, C
o arilo., Los compuestos orgdnicos etilénicamente insatura-
dos incluyendo tanto mondmeros cono prepolimeros con enlaces
insaturadoé residuszsles, pucden usarse ya sea solos 0 en mezcla
con el fin de variar las propiedades fisicas, tal como peso
rmolecuwlar y dureza, de 1a'imagen de polimero final. De esta

manera, es prdcitica reconocida con el fia de wnroducir un po—
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limere de vinilo de ilag wropicdadca fisicasn ftatroreeom =1 PQ}%T\
rerizario en presencia de una pequetn cantidad de un CompuEss
to ingaturado que contiene por lo menos Gozgrupos viniloe “kwr-
ninales, cadz wno enlozado a un dtomo d8 rarbono en wne TG
na recta o en un anillo. L& funeidn de estos oompuest034;:“
raeticular la cadena poliviniiica, Bsta téorica, como s°
nolinerizacidn, es descrita por Xropa y Bradley, en el Yg%?.
13, ¥Wo, 12 de "Industrizl snd Engineering Chemesiry", 193?91
Tipicos ageﬁtes de reliculzeidn, nara el fin aqui descri%ﬁ{

A

gon el cianurato trialflico, divinilhbenceno, divinilcetcﬁg‘l
v compuestos poli-insaturados similares. Bn téruinos genéﬁﬂ“
les, al auncntar lacantidad de los agentes de reticulacldn
aunenta 1a dureza del polimerc cbienido en loz limites en
donde 1a relacidn del mondmero con raspecto al agente de
rebiculacidn varia desde 100 a 1 a 50 a 1,

"Ia invencidn es particuilarmente cfectiva en donde
el material. polimerizable sensible a Ia luz es un monduero
volimerizado parcialmenbe gque aun contiene .centros residua-
les de insaturacidén. Una clase notahlemente efoctiva de ma-
toriates a éste respecto, son las resinas reticulables obte-
nidas vor la polimorisacidn de adicidn de wn dster carboxi-
1ico =1ilico, polimerizable por adicidn, qué tiens una plu-
ralidzd & enlaces alifdticos etildénicamente insaturados.con
preferoncia de 2 a 4, de los que al menos und es v grupo
de éster.alflico, Ia polimorizacién se realiza bajo tal
condicidn, dada en otra parte de la presente con mayor deta-
1le, que por lo menos uno de los 2nlaces elildnicamente insa-
turados, con preferencia uno de los grupos de £otor alilico
Unidoé al mondnsro, permancce intacto y sin reaceionar., Esto

resulta en wn sistema polimérico que consiste en una cadena
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LC ynidadeos ~0~0= e las que cad2 una lleva un Eropo alirdnio
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‘
co etildnicanente insaturado, de preferencia vm 4sier olf

. nol L ra K3V e .:';
nlten a estss resinug sulrir la fotbopolimerizacidn cunr ™o zon

forpuledas ¥ nsadas de acuerdo con 1= invencidn,
Il

co de la manerz antes descrita es una tcnica conocida v se

baga exn- la polimezirizacidn més rdplda entre mondmercs arfli-

- N

cos que la roticulacidn de los grupos de éster alilico o

distintos grupos insaturados en el polimsro de resina. Dn -
¢egta difercncia en reactivided la que hace posible prevsrir
v aislar la resina alilica nc reticulada. E1 dltimo ¥ipo de

resinag son sdélidos solubles en disolventes a temperetursa

>

ambiente ¥y contienen como mucho porcentajcs muy poquefios de
. { : .

los mondmeros matriz por 1o que ocurrs muy poca conbrzceidn

al reticularege o fotopolimsrizarse pormdizcibn actinica.las

~

propiedades fisicas antes mencionadas estdn cntre agqvellas
quz hacen a lag resinas alfilicas no reticuladas wn raterial
excelente vara producir las planchas de impresidn pressnsi~
bilizadas,
Las reginas de éster alilico reticulables usadss
en la prdctice de la invencidn caen generalmente en las si-

guientes clases:

(a) Prepoifneros derivados de éster alilicos de
dcidos monobdsicos insaturados que tienen ya sea la féruule
general C H, ,COOR ¢ CnHQn-l-yXyCOOR’ tal como acrila?o de
alilo, clorozcrilato de alilo,. metacrilato de alilo, croto-
nato de alilo, cinamato de alile, cingmalacetato de alilo,
furoato de alilo y furfurilacrilato de zlilo, He de enfcw-

derse que en ‘todas las férmulas usadas aqui, R es un g£Iroro



e

10.

15,

20,

25.

30,

wi teniondo de - l-4 dtomos de carbiono.’
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alilo, n puede ser. cualunisr cnisro desds

axeepto cvande &l deido es insaturado en

Lo

all, yes 162, y¥es un haldzeno, hidvoxilo, fenilo, &=

Lo

nilo sustituido o grupo furfurilo o um grupo @lquilo o ajco-

LR

™

(b) Precopolimeros de éstercs alflicos de deidos
monobagicos insaturades, tal oomo metacrilato de alilo con bu-
tadieno, metacrilato de alilo con metacrilato de metilo, -
metacrilate de alilo con estirsno, metacrilato do alilo son
cloxuro de vinilideno, crotonato de alilo con metaorilﬁﬁéﬁae
netilo, crotonato de alilo con egbirenc, erotonato de alilo
con cloruro de vinilo, crotonato de alile con acetato dﬁivin

nilo, crotonzto de alile con cloruro dc vinilideno, crotona-

.to de alilo con maleato de dietilenglicol, cinamato de ali-~

lo con cloruro de vinilideno, cinamato de alilo con estireno,

cinamato de .alilo con cinamato de cinamilo, furoato de alilo

gon estireno y furoato de alilo con cloruro de vinilideno,
(c)'Prepolimeros derivados do datores alilicos

de doidos carboxilicos alifdbicos que tienen dos o mds gru-

pos alile ¥ que bienen una de las siguienies férmulas gonece

raless

{ Y r' 7 T -r
CnHQn(COOR)Q, C.Hy Il‘_1((;0011) 3! c H, n__yxy(cooa)z, cn_{Zn_l_y.“y

‘(COOR), Cnﬁzn_g(COOR)g, CnHQn—QyXy(COOR)2’ o ROOCOR, tal

como oxalato de dialilo, malonato de dialilo, succinato de
dialilo, itaconato de dialilo, wmaleato de dialilo, fumarato
de dialilo, sebacato de dialilo, tartrato de dislilo, carbo-

natode dialilo, adipato de dialilo, citrato de trialilo,

- carbalilato de trialilo, malato de dialilo y citraconato de

dialilo.
(a) Precopoliﬁeros de ésteres alilicos de deidoa

e
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‘carboxilicos nlifdticos gre tiencn 408 0 nas grupos alile

2
tal come oxelato de dimlilo con loruro de vinilideno, o

iato de dislilo con csbireno, walonato de dialilo con cibbnro

EPEY

de vinilidenc, succinato de dialileo con acebado £¢ vinilsd, su-

X

ccinato de dialilo con cloruro de vinilideno, succinato 52 di
1ilo con acotato Ge polivinilo, adipato de dislilo con elo-
rure de vinilideno, sebtacate de dialilo con clorvro de viui-
lideno, waleatodr dialilo con metacrilato de metilo, walznin
de dialile con esbireno, maleato de dialilo con clor roZﬂé
vinilideno y carbonato de dialilo con mstacrilato de mesilo.
Eﬂ la serie aropdtica estan aguellas resinas 4a -
copolimeros reticulavles derivadas de un éstor alflico en
donde el dcido es norualmente de la serie bencenonaftaleno
y dcido ciantrico, siendo los mondmeros tipicos isoftalato
de aialilo, terefdalato de dialilo, ortofialato de dialilo
melitato de trialilo, piromelitato de tetraalilo y cianurato
de trialilo.

B la manufactura de resinas alilicas reticulables
asimigmo conocidas como prepolimeros, los materiales monomé-
ricos son polinsrizados de manera convencional para vroducir
una solucién de un polimero soludle en el mondmsro en un -
punto poco antes de la gelacidn que ocurre cuando la reticu~
lacidn del polimero se acerca al punto en donde se vuclve
insoluble en el monémero. Estas solucionés de polimaro, o
material absorvente, son4luego separadas en una fraccidn de
prepolimero soluble en disolvenies y una fraccidn dc mondue-

ro. Bsto es efectuado por tratamieénto con un disolvents que

disuelve al mondmero mientras preecipita la porcidn polineriza-

da o por otros medios quédjan un prepolimero soluble sus—

tancialmente libre de mondmero, Unmétodo tipico para separar

e
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Cimportante congue 1o comppaicidn sensihil

a egtos Dr'ﬁol aeros reticulablices
de E,U, A 3.030.341. ' eo-

Otro =istema polimerizable gengible & la luz ;
cufiora de 345 Ay

bt
S

lr.}-

Py " o537 e

vencidn es cfectiva incluye a log polidstores de foides -2l
fa~beta etvilénicos, alfa-heta dicarboxiiicos y compuestyd
etilénicamente insatuvrados ﬂupol¢war¢zados con 1los misgmos,

del ‘tipo descrito en la Patente de E,U,A, 2,673.151. l:”g

Otra clage de sistemas de fotopolimero sensibls

a la luz compztibles con lasg composiciones deasensibili

rag ineluyen polivinilarafenonas del tipo divulgado en-l2
Patente de E,U,A, 2.831.786 y derivades de deido cindmico,
particularmente cinamato de polivirilo, Tales derivados de

deide cinamico sensibles a la luz son bien conocidos en

la tdenica fotolitogrdfica y a este respecto se hace refs-

A2}

rencia a "Light Sensitive Systens" por Jaromer ZXosar, 196
ﬁublicado por!John Viley and Sons, Inc.

A Con el fin de obtener recubrimicntos que folopo—~
limerizan con suficiente velocidad vara ser.comercizlmente
titiles, es usualmente necesario agregair al polimero wn
agente sensibilizador, que absorbe radiceidn actinica,cono
para disociarse en radicales libres que agslerxan la polime-

rizacidn completa del compuesbo polimerizable, ya sea un

‘monémero o pollmero parcial o prepolimero, o mezmcla de és—

tas entidades. E1 agente sensibilizador puede ser éber de
benzoina, tal como el éter metilico de benzoica; benzofeno—
na; benzofenonas, p,p’ -sugtituidas, tal como 4,4’=bis(dime-
tilamino)benzofenona y 4,4~bis(dietilamino) benzofenonaz} o
bis (l-antraquinonilamine) aniraquinona, tal como 1,4-bis
(1—antra@uinonilamino) antraguinona y 1,5-bis(l-antraquino-
nilamino) andraquinona, y sus combinaciones. Otros agentes

sensibilizadores Wtiles incluyen quinonas polinuclearecs

[
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- a 1,4% ocasiona un sumento considerable en sensibilidad
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$al cowo xanbona, 1,2-benzantragquinona y 2-mebil antroged
nona; quinonas mononucleares tal como 2,5~difenil—p«quizbk3;
alfa~dicetonas aromdticoas tal como bencil; compuestos #ril
metileno dioxi suctituidos, tal como piperonal, pipsvoizns,
3,4-meliileno dioxichalcona y 5,6-metileno dloxlhldrlnuona~1
beta-naftoselenamclinas, tal como l-nmetil-2-acetil-metiIenc-
betamnaftoselenazolins; beta~benzotiazolinas sustituldas,sal
coino 3-wetil-2-benzoil metileno benzotiazolina; beta-J‘_uan
tiazolinag sustituicdas, tal como l-motil-2~benzolil ﬂﬁ[ldﬂn0~
betu-naftotiazelina; antronas tal como antronas, hena oaqtro~
nag, tal como beng-2~etil-benzantrona y 7—H—benz(de)—au%x&—
con~7-ona; ¥y azabensantronas tal como 2-ceto-3-metil- 1,3~
diagabensantrona

La concentracibn del sensibilizador en la composi-
cidn foltopolimerizable depende de lz sensibilidad inherente
de la resina de éster alilico reticulable presente. En
wa cago btipico en donde la resina es el prepolimero de iso-
ftalato de dialilo se recomienda desde 1 a 20% aproximada-
mente, con prefercncia 1,4 % en peso del prépolimcro, de 1,4~ -
bis (l-antraquinonilamino) antraquinona. Algunos sensibili-
zadores, tal como las benzofenonas, p,p —-sustituidas, v.g.
4,4 bis—-(dimetil amino) benzofenona, en wne cantidad menor
a la lugz actinica. Bl sensibilizador es ev01taao por la ra-
diacién actinica y, a su vez, inicial la polimerizacidn.Bl
mecanismo de . la reaceidn se cree ser oue el sensibilizador
se disocia en radicales libres debido a la radiacidn o encr-
gla actinica que absorve, y los radicaless libres resultan~
tes inictan la reticulacidn del prepolimero para hacerlo

insoluble,
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pelfcuia polimeriza lo suficientenments

de usarze en procedimizntos cenvencionzies de abrieani
de planchas, ‘

Tos metalas de nlancha base veados agui son repd-
lentes a la tinta u oleofdébicos en viriud de gue el metal
ér. en la plancha de impre- -

L
fde

provee las superficies sin empres

3ién procida finalmente, Los wetales de base mds comiinents

a

A

usados sen aluminio, zine o acsro inoxidable,

;x f’:,;_ ‘; (24

Ias planchas presensibilizadas antes mencioﬁm*au
son convertidas en planchas de impresidn litogridfica por
expogicidn @ un ratrdén de luz por lo que el comnucsto, poli-
merice fotocurable o reticulable es adicionalmente polimeri—;
zado o curado en las areas expuestas. L2 plancha es luego {
revelada al laevar el compuesto no cvraco o sin polinerizar
que corresponlie a la nsrte sin exvoncr de la plancha des e~ ?
briendo por ello la capa de base metdlica oleofébica, h

F1l 1iguido usado mra remover o disolver el recu-
brimiento sin polimerizar en lag dreas exouestas del ele-
mento fotogrdfice son vents josanmerte disolventes orgdnico:
de ebullicidn relativamente alta, del tipo comimmente enm:lses-

do en la mayoria de los talleres lotozrdficos, Un disolven~—

te preferido es fosfato de tetrahidrofurfurilo, avin cvando

los digolventes excelentes incluyen hidrocarburos aromdti-
cos y sus derivados clorados, tal como tolucno, xileno

xileno clorado y tolueno clorado; e hidrocarburos 2lifdti-
c¢os clorados, v.8., tricloroctileno y tricloroatano; ceto~

nas de ebullicidn més alta; monodtercs de glicol tal coro



'y . er——

10,

20.

25,

30,

ter moncet{lico de etlilenglicol, dter monoetilico de. .die-—

tilenzlicel v los dstes carvoxilicos de lales moqoéotnﬂsa
de glicol, Bstoz dizolventospueden usarse solos o en fbgg];
0 cono emuloioncs en agua, Los disalventes son anilcagg@

P

comtmnrente en comhinncjén con uwna accidn fregadors., ..

Tn éste punto la plahcha es desensibilizada db 1o

.maner2 usual, pero usando ¢l nusvo dessneibilizedor ds ia

invencidn, ingertada en una prensa de imwnresidn ¥ orde

das las copias. Las coplas asi obtenidas estdn notablﬁ.
te limpias exhibiendo una ausencia marcada de espura K fo~
no en las gonas do fondo., Esto no podria lograrse cuvando
fud usado elusual desenbilizador de gowma dcida.

Ias composiciones desensibilizadoras de ests
invencidn son prevaradas al d%solver u coloide hidrofilo
del tipo cominmente usado;nra.preparar degensibilizadores
de goma, en una solucidn dcida acuosa dilufda en donde al
menor parte del dcido eg vrovisto por deido fluorhidrico
v que conticne wna cantidad menor de perdxido de hidréze-
no, Ia presencia del decido fluorhidrico me ha encontrado :
ser necesaria para efectuar la extraccidn de todo el
prepolimero sin endurecer en lag dreas expuestas y por
ello proporcionar dreas de fondo limpias y libres de ra- .
yas y manchas. Otros dcidos normalmente usados en prere
rar las soluciones de goma desensibilizédora, tal como g- ¢
cido fosfdrico, no son capaces de extraer todo el prepo-
llmero no endurecido,

E1l perdxido de hidrdgeno puede formarse in situ,

o agrogarge directamente a la formulacidén del desensibili~
zador. Eh algunos casos puede scr deseable usar esiabl-

lizadores de perdxido de hidrdgeno con el fin de prolongar
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la eptabilidad al almacensmicnto de la composicidn desensi~

P

bilizedora o para evitar su descomposicidn cuando estd en.

R Wi -

ugo., Tal estabilizacidn de perdxzide de hidrdzeno eg bied “Co~
nocida en’la téenisn, ,

Ia presoncia del perdxido de hidrdgono se he-en-

contrado ser necesaria vara evitar w esrumado excesive Lo

que ocurre cuando es aplicado el dcido fluorhidrico, .
' Bl fluorvro de hidrégene puede servir como el Uni-

- -

co componente deido o puede usarze en combinacidn con adido

fosférico, o distintos deidos conocidos en el ramo, "~

Afn cvando las cantidades de los ingredientes-en

la composicidén desensibilizadora de lz invencidn no som par-

ticularmonte criticas, se ha encontrado que las relaciones
numéricas para lba diversos componentes sobre una hage de
volumen pueden variar desde 0,3 ¢ a 6% avnroximadanente de
pgréxido de hidrdégeno al 307%; 0,1 % a 2% de dcido fluorhi-
drico al 50%; '3 a 12 9 de deido Fosférico al 8%5:; 5C¢ a 90%
de una goma hidrofilica al 28% y 0 a 107 de aguna, Hormalmen-—
te, la cantidad de perdxido de hidrdzeno serd la requerida

para evitar espumado, mientras que la mntidad de deido
fluorhidrico es Ia que extraesra efectivamentd fodo el prepo-—
limero sin endurecer en las dreas de no impresidn de la
vlancha, La Iuerza de los ingredientes se exypresa sobre una
base en peso,

Se hace referencia a los siguientes ejeriplos:

Una formulacidn tipica para solucidén de recubri-
miento fotosensibilizado usada para hacer planchas de impro-
sién ce prepara como sigue: )

12 g, de prepslimero de isoftalato de dialilo
(Dapon M)
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) 55 g, de xileno :
33 z. do Pentoxme (d-m@toﬁlwd«mebllmoentgn:ﬁ5¥b)
0.1 g de bencil S
0,1 e..de cobona de Michler e
0.4 & de xantona o

[l e,
. - et

El prepolimero es disuelto en el xileno y 1auéolu~
cién eg refineda para extreer las fracciones insolubles por
filtracidn o centrifugacidn, LOS‘fotosensibilizadores;7ﬁénCil
cetona de Michler y xantona, son disueltos en la Pe: tuxone
y mezclados por completo con la solucidn Ge polimero ,[iﬁ;
solucidn de recubrimiento estd entonces lista »nera usaree,

Feta golucidn es aplicada a una ldmina de alumi-
nio por una técnica de recubrimiento de remolino para pro-
ducir wn recubrimiento vniforse de 0,00254 mm de espesor.
Después deo evagorar algo de di'solvente, la plancha es ca-
lentada a 51,8 ¢ por 5 minutos para extrar la mayor var-
te del disolventc residual. Después de enfriarse, el recubri-.
miento fotosensible es visto como una pelicwla seca incolora
sobre la superficie del metal, |

Ia plancha recubierta es mane jada bajo iluminacidn
de intensidad reducida, usada convencionalmente en losta-
lleres de fabricacidn de planchas '

La plancha es cubierta con una mdscara negativa
v expuesta.a través de la nds-
cara a un arco de carbdn, vapor de mercurio o distinta fuen—
te de luz ultravioleta, Despuds de la exposicidn, la plancha
és revelada . para extraer el polimero: sin endurecer al cubrir
la plancha con xileno, 1,1,l-tricloroetanc, metiletileetons
tricloroetileno o una mezcla de disolvente similares. Un

tiempo de contacto de aproximadamente wn minuto es permitido :
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antes de gu2 el disolvente de rovelsdo sea enjuagado eon.

. . Je o 1o . Ao
nitado. Is imagen, corpuestd de la resina endsreci-

asua v q
da por la luzm, @s visible en egbe punto, ' -

 Daspuds de enjumguree y gvitarse el agua SOUE”H“
te, l2 plancha eg Tratada con desensibilizador de gOLm‘ﬁOl“
da de la invencidn. Bl desenzibilireder es aplicado de-ta
manera vgaal, que consiste en fiudr 2l desenbilizador schre

la placa usando una almohadillaz aplicadore para sfecintr

"«..'-

wna distribucidn pareja sobre i superficle de la planchaj

el tiempo de fratamiento es de 1 8 1~1/2 minvios aproziri-
damonte. P

TLos.resultados de procesar recubrimientos de pre-

polimerc de éster alflico expusstos con diversas forzulacio-’

nes de los desensibilizadores de la invencidn (ejemplos 1-3)

v con grabadores de goma tipicos usados normaluente cn el

TEI0 (E,je '}10.; de Referencia A-3) se resumen en la siguien-

te tablas !

-

Soluciones Desensivilizadoras v Hfecto sobre la Flancha
) Composiciones en ¢ en vor Volumen
Bicmplo
. 0
Gora Arébiga 14 B¢ 1 2 _ 3
54 80 80
Acido Posférico, 853  —- 12. 12
Acido Fluorhidrico,50% 1 0,2 0,4
Peroxido de Hidrégzeno,305 1,5 0,5 - 1,0
Agva 43,5 Ty3 7,0
plancha plagcha limpia  plancha
limpia;  sin esmua, limping
51n sin rayas gin
espuca : espuLa
sin ra&yas . sin

rayas
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Camponiciones en % en Por Volumen

Ejenplo A B C D __M}‘_____
5. Coma Ardhize 14° Bé 97 55 o5 54 3
’ " Acido fosforica, 8%. 3 - - 15 3 T e
Acido Wluorifdrico,50% - 1 - e
Perézido de Hidrégens,30p - — — - 5
hgua — VY R — 43 -
10, espuma plancha espuma espuma esnrma
limpia;
espumado
Tuerte,
con
rayas,
requiere
5. cuidado
exitremo

Como es evidente al examinar los datos de la tabls,
es necesario que lz composicidn desensibilizadora, contenzs
cuando menos algo de deido fluorhidrico con el fin de losre

20. una plancha limpia libre de espuma.‘Es asinmismo claro de
la ‘abla que con el fin de lograr una plancha limpia de es~
puna sin esvumado exceéivo,teé neceséfio que la composicidn
desensibilizadora contenga suficiente perdzido de hidrdseno,
normalmente una cantidad menor, mra controlar el espumado,
05, El ejemplo 2 es la formulacidén preferida.
Ejemplo 4 ‘

Ll procedimiento de los ejemplos anteriores,‘fue
repetido perc sustituyendo cinamato de polivinilo por el
prepolimero de isoftalato de dialilo, En términos generales,

30. . los resultados fueron paralelos a los obtenidos con los an-

teriores ejamplos. )

s omam e
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FRE DANEEN

E1l cinamato de polivinilo es una resina comereial
bien conccida y fué comparada en ol mercado de sustancias

quimicas como KPR, un producto de Easiman XKodak Company ¢&--
Rochéster, Mew Yorl, : e
NOTA ’

Descrita suficientemente la naturaleza del invenbo

[

agi como la manera de realizarlo en la préctica, debe hacer-

ae ooﬁstar'que las digposiciones anteriormente indicaaaé‘égh
suscertibles de modificaciones de detalle en cuanto no diﬁé-
ren su principio fundamental, Tambidén se hace constar q@@iél
invento corresponde a una golicitudd Patente dpresentada en

Horteemerica con el nlmero Ser No.sm 751,363 de 9 de agosto de

19633 ¥y 772.025 de 30 de Octubre de 1968, acogiédndose. por lo

tanto a los beneficiosn que conceden los Convenios Internacio—
neles en vigo;, giendo lo que constituye la esencia del rQ-—

ferido inﬁento ¥y por lo que se solicita Patente de Invencidn
pof 20 afios en Espafia sobre:. PROCEDIMIENTC DE OBTELCION nE

UFA COLPOSICION DESENSIBILIZADORA PARA PLANCHAS DZ TUZRESION

PRESEHNSIBILIZADAS, caracterizdndose por lo siguiente: ;

B

-1,= Procedimiento de obtencidn de una composicidn
desensibilizadora para planchas de impresidn presensibilizadas,.
en las gue el eleménto sensible 2 la luz es una capva foltopoli-
nerizable, caracterigzado porgque comprende mezclar un coleoide
de goma hidrggi;ica acuosa acidificado en el que al menos par-
te del dcido es fluorhidrico, con une cantidad de perdxido de
hidrdgeno suficiente para confrolar el sspumadoe

2,~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, carac-
terizado porque todo el dcido es deido fluorikidrico,
3.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, carasc-

terizado porque el dcido es uvna conmbinacidn de deido fosférico
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y deido fluorhidrico

b= Frocedimiento segin la reivindicacidn 1, cifdd-
terinade poxtus 1o goma coloidal hidrofilica cg oA ar

Sm«'

.-~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, carace

terizado porgne comprende mezelsr an~rozimadenente en volﬁﬁén
0,3 % a 6% de perbzido de hidrégeﬁo al 30% en peso; 0,1 ﬁ;é
7: de deido fluorhidrico al 50% en peso; 35 a 12% d¢ 4oidoe
focférico al 85% en peso; 507 a S0 de una goma.hidltff?ina
al 258 y 0 a 10% de agua.

6.~ Procedizicnto sestm la reivindicacidn 1

terizado porgue comprende mezclar en volumcn, anroxirn

804 de gorz ardbifa de 140 Bé; aproximadamente 0,2¢ de deido
fluorhiirico al 50¢ en peso; awvroximedamente 125% de dcido
fosférico al 85% en peso; aproximadaménte 0,5% de perdxido
de hidrdzeno al 30w en peso y aproximadauente 7,3% de agus.
7.- Procedimiento segén.la’reiﬁindicacién 1, carace-
terizado porque el polimzro en la cana fotopolimerizable os
wn prepolimero de isoftalato de dialilo.
8.~ Proccdimiento éegﬁn la reivindicacidn 1, carac-
terizado porquc ¢l polimero en la capa fot0polimcrizéble-qs
cinzamato de polivinilo,

9.~ Procedimiento de obtencién de una composicidn

desengibilizady e impresidén presensibiliza-

das, tal ¥ com /;ente descyito en la prsgen-

te Hemoria,

SUMEZ ACEBO Y MODEY
o Firmado: . Heméndaz Ruts
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